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Рассмотрим рост и растворение тонкой пленки осадка в гальваностатическом 
режиме на твердом электроде. Получим соотношение для толщины пленки h(t). 
Запишем условие баланса массы на фазовой границе: раствор электролита – внешняя 














                                                          (1) 
где СT  = ρ/M ; ρ – плотность вещества осадка, M – молярная масса. Остальные 
обозначения общепринятые. 








 [2] из 
уравнения (1) можно получить следующее выражение для зависимости толщины 























40                                (2) 
где h0 – начальное значение толщины пленки. 








0  [3] и из соотношения (1) получим следующее выражение для 
























                         (3) 
Если использовать условие баланса массы на фазовой границе: раствор 










 , то можно 
получить более простое уравнение для толщины пленки 
TzFSC
It
)t(h  . Это уравнение 
непосредственно следует из закона Фарадея. В заключении необходимо отметить, что 
уравнение (3) при соответствующих значениях параметров дает практически линейную 
зависимость толщины пленки от времени электролиза, а из уравнения (2) следует, что 
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